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１．概要（Summary） 

強磁性細線に生成した磁壁は電子流により高速で移

動できる．この現象は磁壁の電流駆動現象と呼ばれ，高

速の磁気メモリーに応用できる．また，強磁性体/非磁性

体構造で非磁性体のスピンホール効果により生成される

スピン流を用いると効率的に磁壁を駆動できる．スピンホ

ール効果を磁壁駆動に利用するには，磁壁構造をネー

ル磁壁にする必要がある．そのため，効率的な電流駆動

には強磁性細線でネール磁壁を安定させる必要がある． 

本研究では「強磁性/非磁性/強磁性」の 3層からなる多

層膜構造で，反強磁性結合をもち上下の強磁性体層の

磁化が反対を向いて安定する細線を用いてネール磁壁

の安定化を目指した． 

本研究から反強磁性結合をもつ細線では磁壁の駆動

速度が大きく，また中間非磁性層の膜厚を変えて反強磁

性結合を大きくすると磁壁速度が上がることがわかった．

このことから反強磁性結合はネール磁壁を安定することが

わかった． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スパッタ（磁性材料）蒸着および分子線エピタキシー複合

装置，電界放出形走査電子顕微鏡（FE-SEM）(電子ビ

ーム描画機能付属），磁気光学効果測定装置 

【実験方法】 

上下の強磁性層を｛Tb/Co｝n，中間の非磁性層を Rh と

する線幅 10 μm，長さ 80 μm の3層構造細線を電界放出

形走査電子顕微鏡（FE-SEM）とスパッタ（磁性材料）蒸

着を利用したリフトオフ法で作製した．Rh の膜厚を変える

ことで反強磁性結合の大きさを変えた細線を作製した． 

磁気光学効果測定装置を用いて磁化測定を行い，反

強磁性結合の大きさとRh膜厚との相関関係を調べた．磁

壁の駆動速度は磁気光学効果測定装置を用いて見積も

った．細線上に磁壁を生成したのち，細線に電流を印加

して，スピンホール効果による磁壁駆動を行い，電流印加

前後の磁壁の位置から，磁壁の駆動速度を見積もった． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

磁化測定から Rh膜厚が 1.4~2.6 nmの範囲の細線で

は反強磁性結合を示し，膜厚が 1.6 nmの細線では反強

磁性結合が最も強くなることがわかった．また，磁壁の駆

動速度は Rh 膜厚が 1.6 nm の細線でもっとも大きく，反

強磁性結合の大きさと磁壁の駆動速度には相関関係があ

ることがわかった．このことは大きな反強磁性結合をもつ細

線ではネール磁壁に近い磁壁構造になり，スピンホール

効果によるスピン流が磁壁駆動に与える影響が大きいた

めと考えられる． 
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